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2打r - noP (2.1)























































































































































































は236【本/周】(マスクの移動量は､ 236 × 80-18.880【mm】)として露光した｡
次にワーク一回転あたりのマスク移動量をずらし､非同期露光をおこなった｡同期露光
時のマスク移動量に対するずれ率を次式で定義する｡
ずれ率- (1 -n/no) × 100【%】 (2.4)



































































































































梱- (孟)1/2exp(-ikR) /_: q(X)exp(
-ik(3 - X)2
2R )dX　　　(3.2)
ここで､ k - 2q/Aoである｡ q(X) - cos(27TX/d)に対してこの積分を実行すると
車(I) = exp-ikRexp(i汀R入/d21 cos(2m7/d)
が得られ､この関係を用いて､ (3.2)式を書き直すと次式となる｡
00








中(3) - eXP-ikR ∑ Fh COS(2打hX/a)
h=0
(3.5)
となり強度分布砂(I)l2は格子を通過した直後のIq(X)l2と一致する｡また､ R - nd2/A
でnが奇数の場合､指数部が(2N+1)7Tとなり､
く〉○




































































































































































は､ Arガス流入時の圧力が5･0 × 10~3lTorr]で､ RF電力は､ 120【W】とした｡スバッタ
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ンスケール軸の回転角､縦軸はフォトダイオードの光電流を表す. (a)､ (b)､ (C)の数値
は､それぞれ118､ 140､ 174tpm]ピッチの各インデックススケールに対応する｡コントラ
































































































































































































































































































































i:i.. ･9..I..I.鳳:骨1.～.i｡a･ ', ':I.･]
｣笠｣
1 ?x985(?5?粟? ?∫ ?ﾂ?■ I ??
2 ?H8ﾈ?8? ? ?I 釘?
3 倡??? ?∫ ?ﾂ?｡■ ■■ I 釘?








































































































































[3] A･ Teimei : Technology and Applications of Grating Inter-ferometers in High-
precision Measurement, Prec･ Eng･, 14(1992)147
【4】伊滞他:精密位置決め技術,工業調査会, (1989)第1章
[5] Wen J･Liand CHih-Ming Ho : MEMS on Bulk Mechanical Cont.ur Sub_
strates,TRANSDUCERS97(1997) 1431
[6] Rebecca J･ Jackman, James L. Wilburand George M. Whitesides : Fabricati.n




[9] LESZEK WRONKOWSKI : Ftesnel images of a binary diqraction grating with open
ration less than O･5,JOURNAL OF MODERN OPTICS, 1987, Wl･34, No.8, 1057-
1065
【10】 R･ M･ Pettigrew ‥ ANALYSIS OF GRATING IMAGING AND ITS APPLICATION
TO DISPLACEMENT METROLOGY, SPIE, 136(1977)325
lll] K･Hane and C･P･Grover ･･ Imagine with rectangular transmission gratings, Journal
of the Optical Society of America A, 1987, Ⅵ)1.4, 706
TOUR ： Tohoku University Repository 
コメント・シート 
 
本報告書収録の学術雑誌等発表論文は本ファイルに登録しておりません。なお、このうち東北大学
在籍の研究者の論文で、かつ、出版社等から著作権の許諾が得られた論文は、個別に TOURに登録
しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOUR 
http://ir.library.tohoku.ac.jp/ 
 
